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【はじめに】高専では半導体人材を育てるため COMPASS5.0 事業の一環として半導体教育が推進

されている。岐阜高専でも半導体プロセスや半導体産業の理解を深めるため、企業と協力して教

育を行ってきた[1]。本校では、実践的な半導体教育を目的として、半導体前工程プロセスを学生

が体験できるよう、メタルマスクを用いないマスクレス露光装置を導入し、フォトリソグラフィ

による微細加工の実習を実施している。以前の我々の発表において、マスクレス露光装置は半導

体デバイスの作製以外でも理科や物理教育として利用できることを示してきた[2]。本発表では、

マスクレス露光装置を用いた、①本校学生向けの実習用光学素子の作製と、②小中学生向け半導

体教育教材の開発について報告する。 

【実験方法】ソーダガラスを基板としたクロム膜の上にフ

ォトレジスト(AZP-1350, 厚さ 500 nm)を塗布した試料に、

CAD で設計したパターンを PALET で露光する。その後デ

ベロッパ（東京応化工業, NMD-3 2.38%)で現像しクロム膜

をエッチング液（林純薬工業, Pure Etch CR201）で除去す

る。さらに必要に応じて剥離液（東京応化工業, 502A）で

フォトレジストを除去する。 

【実施例】①光学素子 間隔 20 μm の回折格子を作製し、

He-Ne レーザを使った回折実験を行った。Fig.1 に示すよ

うに、28 cm 離れたスクリーン上で観測された輝点の間隔

は 9 mm で、格子間隔を求めた結果 19.7 μmと実寸 値と

ほぼ一致した。②小中学生向けの教材 1 cm 角の基板に

PALET で星座を描いた原板を作り、LED を光源としてコ

リメータと投影レンズを用いて投影機を作り、2 m 程度の

離れた壁にパターンを投影した(Fig.2)。フォトリソの微細

加工を生かすため電池以外の部品は明治のマーブルチョ

コ（直径 2.5 cm）の容器に収まるよう小さく作製した。 
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Fig.1. diffraction image of diffraction 
grating fabricated by photolithography 
 

  
(a) overall and constellation plate 

 

 
(b) projected image on door 

Fig.2. projector of constellation plate 
fabricated by photolithography 
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